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i, Yo, Emilioc FERRERD, ochiando como apoderado del selicitante
en el asuntce antes identificado, me reflero al oficico nimerc

6R24 notificado por fTijacidn en lista de 12 de junie de 2009,

Z. Mediante oficio nimere 6824 se puso en conocimiento del
soliclitante el informe que contiene lzs chservaciones hechas por
zu Despacho sobre la presente sclicitud de pavente. Atiendo a

la= ocbservaciohes de la manera siguience:

2.1 DESCRIPCION ¥ REIVINDICACTCQNES

El examinzdor sugiere revisar la tracduccidn a espaficl del aparte

descriptive, las relvindicaciohes, ¥ =l titulo,
Ademés seflala las reivindicaciones contiensn algunas expresiones

ambiguas vy reduiere a Wi Representada precisar con claridad el

ghietg de la =olicitod,

NIT, B6G.041,367-3
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D coenformidad con lo establecides en 2l articule 34 de 1z
Decisidn 484, gue permite al solicitante en cualguier momsnto del
tramite ofectuar nodificaciones sin ampliar el cbjeto de 1la
invercién inicialmente solicitada, #me permite presentar un  nuevo
capitule reivindicsteorio, gue comprende ocho (8) relvindicaciones

asi como ura memoria descriprnive modificada.

3.1 La memoria descriptiva y el pliege reivindicatoriso fueron
revisades en su totalidad. & este respecto es preciso aclarar gue
les “érminos en inglés yttria, magnesia, calcia, ceria, hafnia, v
zirconia, f{de acuerdc con el Merck Index, Ed. 13), son los ncombres
comures de los dxidos de ltrie, magnesio, calceleo, cerio, hafnis &
. zirconie, respectivamente. Asi  las  cosas  las  mismes  fuercn

reemplazados adecuadamente por su eguivalente en castellano.

3.2 El titulo de la invenci6r fue reemplazado por: POLVG CERAMICO
GLOBULIZADO CON PLASMA. La descripeién y  las relivindicaciones

fueron modificadas en forma correspondiente.

2.3 En la reivindicacisn L la expresién Tla mayeria de las
particulas mencionsdas son avecas”, la cual fue cbjetada por ese
Despache, fue reemplazada wpor: ™al menos el 75% de dichas

particuias siendo huecas”.

. 3.4 En la clausula independiente de procedimiento (5} se preciséd
a) significado de la expresidn “éxido efective para establlizsar”
mediante la inclusidn de una lista de especies seleccionadas, que
son a saber: oxido de itrio, axideo de caloio, éxido de cerio,
drido de hafnio, oxido de magnesio, y dxidos de metales de tilerras

raras.
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2.5 Finalmente, en las reivindicaclones de procedimienta se
retiraror las esxpresiones dque se referian g resultados a alcanzar
con el mismo, tal come “oktener substancialmente particulas

esféricas.”

nsi las wcsas, pueds concluirse due la materia revelada en la
memoria descriptiva y en ¢liausulas modificadas es c¢lara ¥ conclsa,
¥ permlte a la persona wversada en la materia poner en praciica la

invencidn y compararila con £l estado del arte.

4. Piuesto gque se han atendide a cagalidad las cobservaciones
heckas por su Despacho sozre la presente sclicitud de patente,
atentamente le sclicito s sirva continuar con el trémite de la
. presente solicitud puss esta cumple con las disposiciones de los

articulos 14, 14, 18, 28 vy 30 de la Decisién 486.
5. ANEXOH :

1. Wieve pliege reivindicateric compueste por ocho  (8)
reivindicacicones.
2. Nueva memoria deseriptiva

3. forrmularic para moedificaciones.
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POILVD CERAMICO GLOBULIZADO CON PLASMA

CBMBO DE LA INVEWNCION

La presente invencidén sze relaciona con polvos ceramicos,
particularmente con polvos de didxide de zirconio ¥ con un
proceso para la produccién de polvos ceramicos en el cual los

polveos tienen una glevada composicidén uniforme.

ENTECEDENTES DE LA INVENCION

Los pelves de didxide de zirconlo establlizade son
ampliamente utilizados para proporcicnar revestimientos
térmicamente estables v resistentes a la abrasidén a piezas
que =30n expuestas a temperaturas muy altas durante su uso
perc gque también zon expuestas a temperaturas ambiente. Sin
embargo, es3tos presentan una desventaja bien conccida dado
que a medida que escilan entre ftemperaturas altas y bajas,
experimentan cambilos en la fase cristalina, de la estructura
de faze cristalina tetragonal, dgque es estable a elevadas
temperaturas, a la estructura de fase cristalina monaclinicd,
Jque es estable a temperatura ambiente., Loz cambios de
volumen, gue ccurren a medida gue estos cambios de fase
cristalina tienen lugar, comprometen la :integridad fisica de
los revestimientos de didxide de zirconio. Existe otra fase
del diéxido de zirconio gues también es estabkle a temperaturas
Supericres a la temperatura de Transicion
monoclinica/tetragonal, {(la fase “odabica®), pero dado que =1
cambio de wvolumen gue ocurre es muy pequefic o nulo durante la
transicién de cibica a tetragonal, dicha fase se tratarid para
fines de esta descripecion como una forma de la  fase

tetragonal v no se hard distincién entre las mismas.

Con el fin de solucichnar los problemas de integridad en
los revestimientos de didxido de zirconio gue resultan por

los camoios de fazse cristalina, s usual wusar didxido de

fror



Zirconio estabilizade en los revestimientos en polvo. La
estabilizacidn se puede lograr por Medie de la adician de una
variedad de aditiveos gque tienen €l efecto de inhibir 1la
cahiversidémn de la fase g¢ristalina tetrazgonal a la fase
cristalina monoclinica con el enfriamiento. Dichos aditives
incluyen $xidos estabilizadores tales como oOxido de calclieo,
Gxido de magnesio, Gxide de itric, oxido de cerio, éxido de

hafnio v oxidos de metales de tierras raras.

Los reveztimientos de didxido de zirconic estabilizado
socn ampliamente utilizades para preoducir un revestimiento
protector desgastable sobre superficies o revestimientos
térmicos de barrera., Estos son aplicados tipicamente como
asperaiones nor medie de meétodos de revestimiente a la llama

0 de revestimiento con plasma.

En la preduccidén de pelvos de diéxide de zirconice
estabilizados, la técnica mas comin se describe en la patente
Mo, 4,450,184 de los Estados Unidos de Longo vy otros, en la
cual una lechada acucsa gque comprende una mezcla de didxide
de zirconio y materiales estabilizadores 382 alimenta a un
secador por atomizacidn para fermar particulas porosas secas.
Las particulas porosas se funden en estructuras huecas
homogéneas con pilstelas de revestimiento a la llama o de
revestimiente <con  plasma gque derriten y  fusicnan los
colhpenentes de forma tal gue las particulas expelidas por
estas son didxido de zirconio establlizado. La aplicacién por
aspersidn termica de las esferas huegas crea un revestimiento
poaroso vy desgastable. 3in embargoe, el proceso de Longo no

logra un elevado grade de uniformidad en su composicidn.

La patente No 5,418,013 de los Estades Unidos de Jackson
¥ otres divulga una composicion de  alimentacidn  para
aplicacicnes de aspersién térmica compuesta por disxido de
zireesnic estabilizade mezeolacdo con  zircdn y o un dHxido
seleccionado pazra formar urn revestimiento de dxido

rafractario amorfo. 3in embargo diches productos no tienen el



nivel regqueride de tamafo y uniformidad de composicién que
seria deseable para obtener buenas conposiciaones de
revestimiente térmico de barrera para aplicaciones de altas
temperaturas. Lo antericr se debe, al menos en parte, a que
hay muchas posibilidades de wvariabilidad en el revestimiento
come resultade de los distinteos tamafios de particulas en la
alimentacidn, en el disefic/forma  de las pistolas de
revestimiento a la llama o con plasma, a las presionss de las

velocidades de alimentacion y similares,

Otre métode de producir didxido de zirconio estabilizado
comprende la sinterizacién, en esta los componentes son
mezclados como polwvos, sinterigados ¥y una vez enfriadeos, la
masa sinterizada es desintegrada  en particulas., Estas
particulas pueden servir come alimentacidn para dispositivos
de revestimiente a la llama. Infortunadamente este procesc nho
asegura un  alto nivel de homogeneidad guimica en  la
estabilizacidén ¥ produce una gran variedad de formas vy

tamafios en las particulas de alimentacidn.

Las mezclas ceramicas, tales como el didxido de zirconic
estabilizado, también pusden =zer hechas por electrofusidn.
Las mezclas fusionadas son muche mas uniformes gque las
preparadas con los métodos mencionados antericrmente debido a
gque estas se producen por la fundiclidn completa de los
componentes. 3Sin embargo, los ceomponentes son dificiles de
fundir y tienen deficjentes caracteristicas de flujo debido a
su alta densidad v a laz formas irregulares generadas cuando
se trituran las masas fundidas para obltener las particulas.
Paor consigulente, los  pelves de  didxide  de  zirconio
estabilizade hechos por electrofusidén gque estan actualmente
disponihles contienen un grado elevadeo de material no fundido
durante ]l preocesg de aplicacgifn por  aspersion, lao gue
produce bajas eficiencias y  revestimientes con un  alto
contenido de dichas particulas de material no fundido. Las
particulas no fundidas crean tensiones en el revestimiento

debide a la densidad wvariable del revestimiento en vy



alrededor de las particulas no fundidas. Como resultado de lo
antericr, la duracion del revestimiento obtenide es ve
disminuida particularmente en condiciones de esfuerzo.

Ha aokbstante el estade de la tecnelogia, sSeria desesable
obtener un peoelve ceramico que tenga un alto nivel de
uniformidad guimica vy morfolégica, el cual a =su vez

propercicne un revestimiento térmico por aspersién durable.
RESUMEN DE LA INVENCION

En un primer aspecto, la presente invencidn esta
dirigida a un polvo de didxide de =zirconio adaptado
particularmente para ser usado como un revestimiento térmiceo
de barrera gque conprende diédxide de zirconic estabilizado
morfoldgica ¥y quimicamente unifaorme en forma de esferas

huecas sustancialmente globulizadas.

El diéxido de zirconio es guimicamente uniforme y esto
significa que el didxide de zirconio es al menas %0% purc ¥
al wmencs <1 96%F en pesc esta estabilizade en la fase
cristalina tetragonal. El1 didxide de zirconio es tambien
morfelédgicamente uniforme y esto significa gque al menos el
5% en wvelumen del didxido de zirconio tiene forma de esferas
con un tamafio de particula inferier a los 200 micrémetros.
Las esferas pueden zer alge deformes pero son identificables
mas como esferas gue como formas aleatorias. Las esferas son
preferiblemente al mencos 75% esferas huecas. En una modalidad
prefericda un dioxido de zirconic estabillizade y gquimicamente
uniforme es sometlide a2 tratamiente térmice por medio de
fusidén con plasma para obtener la forma  esencialmente
egfercidal o globular. Preferiblemente, el didxide de

zirconio estabilizade contiene mencs del 1,0% en peso de

didxideo de zirconic moncclinico.

FEn un aspecto preferido, la presente Iinvencién esta

dirigida a una <omposicién aspersable térmicamente que



comprendsa esferas huecas de didxide de zirconio estabilizado
con 6xido de itrio. Las esferas huecas tienen un tamare de
particula menor a los 200 nmicrémetros, en donde el oSxido de
itrio se incorpera uniformemente dentre del didoxido de
zirgonia por electrefusisn con antericoridad a la formacidn de
las esferas huecas. Preferiblemente, el didxzido de zirconie
contiene menos del 2% en pesc de didxide de zirconio
monoclinica. Las esferas huecas se forman preferiblemente por

maedio de fusidn con plasma.

En otro aspecto, la presente invencidn esta dirigida a
un proceso  para  producir  polve ceramico glehulizado gque
comprende las etapas de: propeorcionar un didxideo de zirconio
estabilizade, quimicamente uniforme; v someter a tratamiento
térmice el didxide  de Zirconia  para formar esferas
sustancialmente huecas a partir de este con una unifeormidad
morfoldgica. Preferiblemente, el material Ceramlco
estabilizade comprende didxido de zirconlo estabilizado en la
fase ¢riskalina tetragonal y contiens menes del 2% en peso de
didxido de zirconice monoclinico. E1  didxide de zirconio
estabilizado se produce preferiblemsnte por electrofusion de
diéxide de zirconio ¥ de un 4xido estabilizador.
Preferiblements, el Ltratamiento térmico sucede dentro de una
pistola de revestimiente a la llama o de una plstola de
revestimiento con plaszma. El Procesao pueds incluir
adicicnalmente la etapa de triturar los materiales ceramicos

astabilizados con antericridad al tratamiento térmico.

En otro aspecto, la presente invencidn esta dirigida a
un progeso de producir un revestimiento en polvo aplicable
por aspersién  térmica gue comprende  las  etapas  de:
proparcicnar un material de alimentacién de didxide de
zirconio en donde al menos el 96% en pesc del didxide de
zirconio eszti establlizade en una fase cristalina tetragonal;
y fusionar con plasma 21 material de alimentacidn de didxido

de =zircohic para formar esferas sustancialmente huecas a



partir de este. Freferiblemente, el didéxido de zircenic

estabilizads se forma peor elecrofusidn.

La invencién también comprende un procesce para Jla
aplicacién de un revestimiente teérmicoe de barrera a un
sustrato gque comprende el revestir por aspersién térmica al
sustrate utilizande una composicién aplicable por aspersidn
gque comprende didzido de zirconio, del cual al menos =1 S0%
esta estabilizado en la ferma tetragenal vy tiene una
morfologia esférica esencialmente uniforme con tamafios de
particulas inferiores a 200 micrometres v mds preferiblemente
infericres a 100 micrimetrocs. Al referirxse a los tamafios de
particulas, =e entisnde gue la referencia ss al wolumen del
tamafic promedio de las particulas a mencs gue s deduzca lo

contrario por el contexko.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Las Figuras 1 a 4 son exploraciones por lineas de
elementos de particulas bien sinterizadas de polvos de

didxideo de zirconic estabilizados disponibles en el mercado,

La Figura 5 e&s una exploracién por linsa de elementos de
una particula hueca de didxido de =zirconie globulizado

fabricada de conformidad con la presente invencidn.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA MODALIDAD PREFERIDA

La presente invencidn estd dirigida & un polva dJde
didxido de zirconio aplicable per aspersidn teérmica gque tiene
una morfologia y una compesicidén guimica muy unhiforme. EL
polve cerdmice aplicabkle  por aspersidn termica kiene
preferiblemente una farma glebulizada ¥ ann mas
preferiblemente,  las particulas glckulizadas son
sustancialmente huecas e TLforma tal que las particulas se

funden mas rapidamente para Zformar ya sea revestimientos



densos o revestimientos con porosidad uniferme dependiendo de
las cendiciones de aspersidn. En una modalidad més preferida,
el polve de didxido de zirconio aplicable poar aspersidn
térmica «de la presente invencidn comprende al menos %0% en
volumen de diéxido de zirconio vy el didxido de zirconio esta
al menos en un  %€% en peso estabilizado en la  forma
tetragonal por un 6Xido estabilizador. Mas preferiblemente,
el diodxide de zirconio estd al menos an £l 9EY en peso
establilizade en la forma tetragonal y mas preferiblemente, al
mencs e£1  99% en peso esta  estabilizade en la  forma

tetragonal.

El material de alimentaciédn de didxide de zireonio
ntilizade en la presenpte invencidn se estabiliza con un dxido
estabilizador tal c¢omo, mas no limitade a, éxidoe de itria,
Sduido de calcio, oxlido de cerioc, oazido de hafnio, oduxido de
magnesic, un dxido de metales de tierras raras v
combinaciones de estes. Para alcanzar una alta uniformidad
gquimica =n el material de alimentacidén de didxide de zirconio
estabilizado, el dxido estabilizador es preferiblemente
electrafusionade ceon el didxide de zirconio. La cantidad de
Adxideo estabilizador wusado puede wvariar dependiende de los
resultadns deseados. Una cantidad suficiente de oxido
egstabilizador es una cantidad que estabiliza que manera
sustancial el diéxide de =zirconic en la fase c¢ristalina
tetragonal. El oOxide establlizador se encuentra de manera
preferible completamente reacciconado con e incorporado dentro
de la estrustura cristalina del diédxide de zZircenie de forma
tal gue un anglisis con rayocs ¥ no puede detectar una
cantidad significativa (no mas dal 4%) de didxideo de zirconio
menoclinico, La cantidad del &xido estabilizador presente
pusdse ser de hasta el 10% en peso, sin embarge algunos
establlizadores son efectives en proporciones mis bajas. Par
ejemple, en el caso del didxide de zirconle establlizadoe
utilizande d&xido de itrio, una cantidad efectiva puede ser
del 1% pero puede llegar a ser tan alta como del 20% e&n peso;

para el oxido de magnesic del 2% al 20% en pesc es efectiva;

-~



para el oxido de calecio del 3% al 5% en pesc puede ser usada
¥y para un 4xido de metaleszs de tierras raras, del 1% al ©0% en

pese. Se puede usar una mezcla de dxidos estabilizadores.,

El oxideo estabilizador, preferikblemente axideo de iltrio,

se fusiona por arce cen el didxido de zirconie a un rango de

temperaturas desde 2750° C hasta 2950° C de forma tal que los
componentes son totalmente fundides v dado este se encuentra
por encima de la temparatura de transicidn, el didxido de
zirconic dqueda en esencia completamente en la fase cristalina
tetragonal. Una vez enfriado a temperatura ambiente, el déxido
estabilizader mantiene este estado tetragonal, aun por debajo
de la temperatura normal de transicién. Para mejorar este
efecto, el material fundido vpreferiblemente se anfria
rédpidamente con agua o aire de forma tal gue =1 flujo fundido
s& descompone en un flujo de gotas vy se enfria para producir
finas particulas de didxido de zirconio estabilizado con una
composicidn quimica muy homogénsa, En la patente No 5,651,225
de los Estados Unidos se diwulga un métode de apagar el
didxido de zirconic fundide vy el déxido estabilizador, en
donde la solidificacién rapiaca tiende a estabilizar la forma
tetragonal del diédxide de =zirconia, la cual se incorpora
completamente a la presente por referencia. Prefesriblemente,
las finas particulas resultantes de didxido de =zirconio
asatabilizado B0 sometidas a trituracidn adicional.
Tipicamente, las particulas finas son molidas a un tamafio de
mencs de cerca de 5 micrones, preferiblemente mencs de 2
micrones ¥ mas preferiblemente c¢erca de 0,5 micrones. Las
finas particulas de digxide de Zzirconio estabilizado son
luegao preferiblemente secadas por pulverizaclon ¥
recclectadas como particulas aglomeradas. Bungue la etapa de
aglomeracién no =s esancial para la practica de la invencidn,
asta si  proporcicna un  tamafo mas utilizakle  para
tratamientos térmiceos adicionales del diéxido de zirconio

estabilizade tal como 2e menciona mas adelante.

=
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Las particulas aglomeradas son adicionalmente tratadas
térmicamente para formar a partir de las mismas esferas
sustancialmente huecas con una morfolagia uniforme. Una forma
particularmente preferida de tratamientoc térmico es  un
proceso de fusidn por plasma en deonde las particulas se
funden en una llama de plasma y son recolectadas como un
polvo finc gue tiene un altc grado de uniformidad quimica ¥
merfelégica. Las eaferas sustancialmente huecas de didxide de
zircaonio estabilizade que se forman contisnen preferiblements
mencs del 4% en peso y mas preferiblemente mencos del 2% en
peso y mas preferible mencs del 1% en pese de didXido de

zirconic monoclinico.

Freferiblemente, las esferas sustancialmente huecas
tienen un tamafio de particula mengr de 200 micrones, mas
prefariblemente menor de 100 micrones y mas preferible, menor

de 75 micrones.

[nesperadamente, las eszsferaz sustancialmente huecas del
material de alimentacidn de didxido de zirconie estabilizado
tienen un alto nivel de uniformidad gquimica v morfeldgica, en
dende el didxido de zircenic estd estabilizade en la fase
cristalina tetragonal en al menos el 96%, preferiblemente en
al menos 21 98% vy wmas preferible en al mencs el 92%% en pesc.
For consiguiente, los pelves globulizadeos aplicables por
aspersidén térmica de la presente invencion forman
revestimientos mAs estables ¥ duraderos gracias al alte nivel
de unifeormidad guimica debida a la electrofusidén del didxido
de zirconio y de los dxidos estabilizadores que estabilizan
de manera sustancial el didxido de zirconio., Las particulas
globulizadas del didxida de zirconio estabilizado se funden
mids facilmente debideo a la morfologia de esfera hueca y por
la reaccidn completa del establlizadeor con el didxido de
Zirconic. Los revestimientos aplicados por aspersidn tienen
una densidad muy predecible que va desds una alta densidad
hasta una porosidad controlada dependienda de las condiciones

de aplicacidn por aspersion.



Para obtener revestimientos aplicablss por aspersidn

térmica de didgwide de zirceomio duraderes, es crucial una
estabilizacion uniforme de la fase cristalina tetragonal del
dioxide de zirconio. Se ha demoztrado Jque en comparacidn con
con  dxide de

polves de didzxido de zirconio estabilizados

itrig disponibles en el mercads, el polve de didxido de
zirgonio glekulizade de lz praszente invencidn muestra una
incerporacion significativa del &xide de itrio dentro del
digxide de zircenic. La Tabla I ilustra un ejemple de un
polva de didxide de zirconico de la presente 1nvencidn en
comparacidn con polvas de didxido de zirconio estabkilizados

dispeonibles en el mercado en relacidn con el porcentaje de

datos de

volumen e cada fase gristalina a traves de

difraceidn de rayvos-¥ (XR0O)

Takla 1
Tet*Zr0; Mono. Erl;
{vwol. &7 fvol. &)
100 0.0
38 .3 ~11.7
98 .9 1.1
843.56 d.d
858.4 10.6

* Incluye didxido de zirconic cubice y tetragenal

PE = Polvo de didxido de zirconio de la presente invencid

BX = PRAXAIE ZRO™ wendido por de Praxalr, Ing., Danbury
Connecticut
ST = STAREK YZ vendide por H.C Stara GMBH.

Ml= METCO Z204NS5-G vendidn por Suizer Melco, The Coating <o,
Westbury, NY.
Mz = METCO 294 vendido por de Suizer Malcoo.

Bungque no se detectd concentracion de éxido de itrio por
difraccidén de rayos X [XRD) en ninguna de las muestrasz, la

concentracidn de diézide de zirconle monoclinice e3 la gue



determina =i el diéxide de zirconio ha sido
significativamente estabilizado en la fase cristalina
tetragonal. Las exploraciches poar lineas de elementcos de las
particulas de los ejemplos PX, ST, Ml v MZ se ilustran en las
Tiguras 1 a 4 para determinar Lla composicidn de las
particulas. En la Figura 1, la exploracidn por lineas de
elementes, de lado a lado, de uha particula kien sinterizada
del ejemplo PX muestra que la particula analizada no tenia
una composicidan uniforms en wvista de la linea cndulada gue
representa el itrio. Por consiguiente, aungue la difraccion
por ravos X no detectd la presencia de itrio, la exploracidn
por lineas de elementos muestra que el éxideo de itrio ne fue
completamente ceo-fundido con el diédxide de zirgonio y como
tal, 1a conposiciaon no es 1o suficiente uni forme
guimicamente. EI pico en la 1linea de silicic corrobara
adicioralmente gque la particula tampoco s ni guimica, ni
morfologicamente uniforme, En la Figura 2, la exploracidn por
lineas de elementos de una particula bien sinterizada del
aiemnple 8T, de lade a lade, también muestra wariaclones en la
concentracidn de itric vy por consiguiente gue la particula no
@3 quimicamente uniforme. En la Figura 3, la explcracidn por
lineas de elementos de una particula bien sinterirada del
ejemplo M1, muestra nuevamaente variaciones ern la
concentracidn de itric v peor consigulente gue la particula no
es guimicamente uniforme. En la Figura 4, la exploracidn por
lineas de elementoz de una particula bien Sinterizada del
ejenplo Mz, rruestra nuevamente variaciones &n la
concentraciin de itric v por consiguiente gque la particula no

es Jquimicamente uniforme.

FPor medic de la slectrofusion del axido estabilizador,
axido de itrio, con el diédéxidec de zircohic, se abtiense un
didxido de zircenie estabilizade que es relativamente
unifeorms en su composicion. El tratamiento adicicnal térmico,
come  por  fusién ocon  plasma, properciona  la unifermidad
morfolégica de las esferas sustancialmente huecas. La

inesperada uniformidad quimica y morfolégica es claramente



ilustrada en la exploracidn por lineas de elementos gue se
muestra en la Figura % de una esfera hueca del ejemplo PF. La
linea esencialmente recta gue representa al itrio ilustra gue
ha ccurrido una fundicidn completa vy re-sclidificacidén que
proporciona una esfera gquimicamente uniforme. Asimismo las
lineas de los elementes de silicio ¢ hierro esenclialments
planas demuestran la uniformidad morfclégica de la =sfera.
Por consiguiente, aungus los polves de didxide de
zirconic estabilizado disponibles en el mercado parecen ser
similares en apariencia, el pelve de didmide de zircenio
globulizada de la presente invenclidn proporciona  una
particula guimica y morfoldgicamente més uniforme pard
aplicaciones de a&spersisén térmica, La vhiformidad quimica y
morfoelogica a su wvez produce revestimientes de aspersidn

térmica de excepcicnal durabilidad.

OCtras wvariaciones y modificaciones de la invencidn
basica pueden ser concebldas sin apartarse de los conceptos
anteriormente descritos ¥ o8se  buscda due  todas estas
variaciones y modificaciones gueden incluidas  en  una

interpretacion amplia de esta invencion.
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REIVINDICACIONES

Polve de didxido de zirconice para aspersion térmica
gque  comprende un  diéxide de =zirconle estabilizado
quimicamente uniforme, en donde el didxido de zirconio
esti estabilizado al mencs en un 99% en pesc en la
fase cristalina tetragonal, dicho pelve estd en forma
de particulas essncialmente esféricas ¢ue tienen un
tamafic de particula de mencos de 200 micrdmetros, al

rencs el 75% de dichas particulas siendo huecas.

El pelve de didxido de zirconio de la reilvindicacion
i, en donde dichas particulas huercas tienen un tamaric

de particula inferior a 100 micraones.

El polvo de diéxido de zirconio de la reivindicacién
1, en donde 21 didxideo de zirconio estd estabilizado
con un éxide seleccionado del grupo censtituide por
sxido e itric, oxide de magnesip, OxHldo de calcio,
éxido de cerico, oxido de hafnio y dxidos de tierras

raras ¥ combilnaciones de estos,

El polve de diésido de zirconio de la reivindicacidn
1, el cual contiene menos del 1,804 en peso de didxide

de zFirocnic monoolinico.

Un proceso para la produccidn un po..
térmice quimicamente uniforme, que Ccombo.

etapas de:

a) elegctrefusiocnar didxide de zirccocnic con hasta el
60% en peso de un 6xido efectivoe para estabilizar el
diéxido de zirconio an su fase tetragonal,
seleccionado de& un grupo consistente en Oxido de
itrio, oxide de ealcio, oxide de cerio, d&xido de
hafnio, dxido de magnesica, y oGxidos de metales de

tisrras raras, y comblinaciones de¢ los mismos.



b apagar el didxida de ZIrCONio estabilizado

alectrofusionads:

o) sometelr & 2 tratamiento termico el didxideo  de

zirconio estabilizado.

Un procesc de acuerde con la reivindicacidn 5, en la
cual el &xide estabilizadeor es Gxids de itrio en una

cantidad del 1 al 25% an peso.

Un procesg de acuerde con la reivindicacidn 5, en el
cual el didxideo de zirconic estabilizade apagado esta

al menas en un 98% en fase tetragonal.

Un procesa de aguerde con la reivindicacidén 5, en la
cual el didxido de zirconioc estabilizado particulado
€s aplicado por aspersidn térmica para - obtener
particulas eszencialmente esféricas, de las cuales por
lo mencs la mayeria es hueca con ftamaflos inferiores =

los 100 micrémetros.
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